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INHALT

PLASMATECHNOLOGIE

Mikrowellen-Plasmabrenner bei
Atmospharendruck

Andreas Schulz, Martina Leins, Jochen Kopecki, Matthias Walker,
Ulrich Stroth

Die Entwicklung des Mikrowellen-Plasmabrenners zeigt, dass eine
Kombination von zwei Resonatoren zielfiihrend fiir eine zuverlas-
sige Ziindung unter Atmospharendruck und einen stabilen Dauer-
betrieb mit hohen Leistungenist.

PLASMATECHNOLOGIE

Plasmachemisches Atzen und Beschichten bei
Atmospharendruck

Elena Lopez, DoritLinaschke, Birte Dresler, Ines Dani, Christoph Leyens,
Eckhard Beyer

Der Einsatz von Plasmatechnologien bietet die Moglichkeit alle
Prozessschritte in der Herstellungskette kristalliner Siliziumsolar-
zellen ohne Nutzung nasschemischer Bader oder Vakuumprozesse
durchzufiihren.

DUNNE SCHICHTEN

Elektrospray-lonisation (ESI)
Korinna Altmann, Rolf-Dieter Schulze, Gundula Hidde, Jérg Friedrich
Die Elektronenspray-lonisations-Vernebelung von Polymerldsun-

gen wird analytisch zur massenspektrometrischen Bestimmung
der Molmassen von Makromolekiilen genutzt.

OBERFLACHEN

Superhydrophobic Coatings for Technical Applications
Volkmar J. Eigenbrod, Christina Hensch, Hans K. Pulker

Um Superhydrophobie herzustellen, sind zwei Strukturebenen
erforderlich: eine Mikrostruktur, die mit einer Submikro- bzw.
Nanostruktur aus hydrophoben Materialien Uberlagert ist.

PLASMATECHNOLOGIE

GroBflachige Plasmabeschichtungen:
Niederdruck oder Atmospharendruck?

Dirk Hegemann

Ein Kostenvergleich von plasmachemischen Prozessen ergeben
folgendes: Hohe Gasfliisse, die bei Atmospharenplasmen nétig
sind, erweisen sich als kostenintensiver als Vakuumtechnologie fir
grof3flachige Plasmabeschichtungen.
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SCIENCE

3 2 Vacuum Arc Discharge on Integrally
Cold Cathode

A.A. Lisenkov, V. P. Valuev

This article describes the vacuum arc
plasma source of extended design gen-
erating the direct belt plasma stream
and operating in pulse mode.
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